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光反応性高分子液晶である P6CAMの分子配向は偏光紫外光（LPUV）照射と熱処理 1）、もしく

は熱ナノインプリントによって制御可能である 2）。また、分子配向技術としてグラフォエピタキ

シーが知られている。熱ナノインプリントプロセスとグラフォエピタキシープロセスを比較する

といくつか共通点があることが分かる。Fig. 1に両プロセス図を示す。熱ナノインプリント、グラ

フォエピタキシーともにパターンを有する基板を用い、また、熱プロセスを含んでいる。一方で、

熱ナノインプリントではプレスプロセスを含むことが異なる点である。そこで本研究では熱ナノ

インプリントおよびグラフォエピタキシーによって誘起された P6CAM分子配向を比較評価した。 

熱ナノインプリントでは P6CAM を基板にスピンコートし、165C まで昇温後、圧力 15MPa で

モールドを押し付け、パターニングを行った。一方、グラフォエピタキシーではパターンを有す

る基板上に P6CAM をスピンコートし、165C で 10 分間熱処理した。両プロセスともライン幅、

スペース幅共に 2mのラインアンドスペースパターンを用いた。Fig. 2 に熱ナノインプリントと

グラフォエピタキシーで作製された P6CAMパターンの直線偏光による回折効率測定結果を示す。

回折効率(Y 軸)が入射偏光角度(X 軸)に依存していれば分子が配向していることを意味する。測定

の結果、両プロセスによって P6CAM 分子は配向するが、グラフォエピタキシーに比べ熱ナノイ

ンプリントの方がより強く分子配向が誘起されることが分かった。 
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Fig.2 Diffraction efficiencies of (a) imprinted P6CAM 

pattern and (b) P6CAM film via graphoepitaxy. Fig.1 (a) Thermal nanoimprinting and  
(b) graphoepitaxy processes. 
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